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1. 플라즈마용사는 고융점 재료 코팅 장점. 
2. KHz단위로 발생하는 아크 전압변이로 인한 언멜팅(Unmelting)현상.

참조1. Z. Duan and J. Heberlein “Arc Instabilities in a Plasma Spray Torch”,Journal of Thermal Spray Technology Volume 11(1) March 2002

플라즈마
용사장치 언멜팅파우더

가. 플라즈마 용사란 전압변이로 언멜트 구간이 생김

용사과정



1. 다전극 사용 2. 입자 미세화에 의한 멜팅

15-30um

1-10 um

45-60um

다전극에의한 아크변이 유발로 안정화

입자 미세화에 따른 비표면적 증대로 
낮은 엔탈피( Enthalpy)하에서도 용융

참조2. US Patent 2011 0237421A1 Sep. 29, 2011 
METHOD AND SYSTEM FOR PRODUCING COATINGS FROM LIQUID FEEDSTOCK USING AXIAL FEED
참조3. KR 10-2018-0106879 가부시키가이샤 후지미인코퍼레이티드 “용사용 슬러리”

나. 현업 기술

각 전극별 전압변이

Melting ?



KHz단위 전압변이에 의한 미용융 분말 해결

다. 발명기술

미세분말 기술환경의 변화

나노급( 0.1㎛이하) 입도 분말사용으로 획기적인 비표면적 확대 및 저엔탈피 
용융 환경이 조성

1. 음극으로 부터 서로 다른 거리의 양전극을 배치함으로써, 2차 
양전극은 고전압 변이가 생성되어 미세입자의 멜팅찬스 증대.(2
차전압은 1차전압의 2배이상 전압생성)

2. 2차 양전극에서 배출되는 냉각가스가 플라즈마 제트를 쉴드함으
로써 미세입자의 이탈 운동을 제약하고 코팅 용착률( 70%이상) 증
대

3. 최종으로 1~ 10 ㎛이하 멜팅 입자가 충돌하여  치밀한 막 생성
( 기공률 99%이상 )

2차 양전극에 의해 생성되는 전압변이와 멜팅구역 확장
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가압 냉각기체

냉각기체 쉴드

분사구

음전극

1차 양전극

2차 양전극

1차 저전압 DC파워

2차 고전압 DC파워

절연체구간

입력가스

CC모드

CC모드

라. 발명기술의 개념도



마. 단전극 열플라즈마 토치 화염의  계산영역



확장된 계산영역 및 응용

바. 확장된 계산영역 및 향후과제
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